s : goob bodo oo bo goo boodo oo
(TEMPLATE SYNTHESIS)

0000 000 DbOD0O hostd DOODO OO0OO OO, 00 OO0O guestd OO
oo oboooog obbooo oob oood, o0 0o ooo oo oo oooo, g
000 0000 000 OO0 ODOOoD00O OO obOOo ooood inclusion chemistryd
0 0O0OO0O. 00O OO00O0 OO0 OO0 O O OO OO000 1) sorption and phase
transition, 2) ion—exchange and complexation, 3) metal and semiconductor clusters and
wires, 4) oxide and sulfide clusters, 5) metal complex inclusion, 6) grafting of ligands
and other functional groups, 7) hybrid materials by in situ co—condensation, 0 OO 8)
polymerization in the channels OO OO0 O O0O[1]. 00 O OO O0OO OO0 OO
o0 oboooobob, 0 obbob ooobobo oo 0o Oobbb oob oog boog
O OO0 (template synthesis)l 0000 O00O0O0O OO. 00 DODOO OO sectiond
0 o0gd boog og.

1) 00 00 ooOoo 000

0D000O0 0000 0000 00000 OO0 000 00000 0000 OO0
0 0000 00 0000 000000 0000 00000 000 000 000 O0.
00000 OO0 00000 000 000 OO0 00 000 0000 000 00 000
0 00 00000 000 0000, 00000 RuO OOO0O0 1nm 000 00O O
000 00000 XO Mgo O OO0 0000 OO0 MCM—41 0000 00 00 OO0
00 00 00000 000 O 0OO0[2]. 00 OO0 0000 CoClbD OO OOOO O
00 0000 0000 MCM—410 OO0 000 000 000 000 000 0000
00 0000 000 00 00000 00000, 00 O 0000 (sulfidation) 0000
0 000 OOGintering) 000 OO0O0O0O([3]. 3nm 000 000 OO0 RhOOO O
00 000C0 OO0 000 Rh-MCM—410 RhCl; 3H,00 Si/Rh=70-200 0000 OO0
00 0000 OO0 OO0 OO0 OO0 MCM—41 00000 0000 0O0O0O00[4]. RhO
000 OO0 00000 00 000 000000,0 OO0 00 000O0.000 00
0 000 00000 000 OO0 000 OO0 RhOOO 0OO0OC0 OO 000 000 O
0000 OO0, TEMO XPS 000 00O Rh-MCM—410 OO0 Rh OO0 000 OO
0 00 000 00000 00000.

000 OOwireD OO0 0000 O OO0 00000 000 0000 00O
SBA-150 0O 0000 OO0 OOOOO[5]. 000 SBA-15 00O HAuUCL.3H,0,
Pt(NH3)s(NOs),, 00 AgNO, 0000 OO0 OO0 OO0 0000, 00 CHCl, 0000
00 0 00 000 OO0, 00000 OO0 OO0 OO0 OO0 0000 000 000 HF



0000 O0O0O0O OO0 OO OO0 O o0 oo wire OO O0O.

OO0 OO 0O0(metal supported catalysts)[l 0000 OO0, 00 O OO OO
0 oo, d0,0obdb boood, oo 0Ob 000 OO bbb boo ooo oooog
go0ob0 OO0 0 0 000 U0 OO0 0O o000 oobooobo boboo o oo oodg
goobo. Oboo oobobo oo oo 0o oobo bobooo, oo oo oobo bodg
oo 0O Obood oooobob OO0 o0 odb bbooboo ooo oo o o o og.
000 OO0 000 ObO0o bobO O oobo, 00 OGw) OO0 oooo McM-410
MCM480 OO0 OO0 O00O0O O OO0 OO0 OO0 OO0 OO bOOOo Oob ooono
g[e]. 00 OO0 OOOO O0ODOO OO0 OO ODOOO oooooo, ooo ooo
0 000 OO0 OO0 ooooo.2-5nm 000 AUO0O0OO OO OOO OOOO O
ooobon0O OobobO Oobobo ooobo.

0000 00 0000 data OO0 OOO0O OOO ODOOO.O00O0 OO0O OO
0000000 OO0 OO0 OO0ODO@ggregate)dl OO0 ODOOO O0OO OO0O OO
od. o0l o0 Oobb Obbodo o000 Ob bbb 000 oodgo oboo oog
0. dodb0b0 ooodb 0o ooo, bbb OO booo oboboobo ooo oo o
oo, 00 OO0 000 bodo b0boo Oobb Oooob ooOo oooog oo oo g
0 00 OO0 000 0O0DOO00 D000 0O0. 00 00 000 (hydrophobicity)d 000
0 o0 0 0ododo bbb oodg oo o0 bbb oooo obboo oooo odg
oo oo oboog oodoo. 0o oobooboo 0ob obobooo booog, booo oo
00 OO0 00O ODO0DO0O0 0000 booob OO0 oo 0ooo oo wireDh OO0 O
ooo, 0,000, 00 O ODOODO OO0 O0O0OO OO ODOO ooo, 00 wired
00000 OO0 O0O00. 00 Napolsky O[7]0 MCM-410 0000 OO0 OO O
000 Fe(CO) OOO ODOODO O OO ODOO OOOO MCM-41 00 OO0 OO0
00 00O O0000 O 00, hexaneO 0000 UV OO0 O0O0O0O DOOO OO
0 00 0 00O O0ODO OOoOooO,0 0O wirel 000 O0OOO OO0 DOOOO. O
O wire O0O0DO0O0O OOODOO DOODO OO 3504000 OO0 OO O0O0O0O0O 30O
0 00 0O 000 O0O0DbO00,0 000 DODO0O0O superparamagnetic 0 OO OO0 O
00000 DO0O. 00 fcSiMe, (fcO ferrocened OOO)I O O0OOO MCM-H41 OO
000 ODO0O, D000 ring opening 00O OO0 poly(ferrocenylsilane)d OO0 O
0,00 000 OO 900000 OOO (pyrolysis)i 0O, 5-6 nmd O OO OO OO
00000 ODO0ODO OO0 oo booigsy.

2)000 00 0000 OO0
000 000 0O0C0OC OO0 O 000 OO0 000 quantum size 000 OO
00 000 OO band gap energyd OO0O0O0@COO OOODO blue shifty 000 000



0 00 0 00 000 0000 000 00,00000 00 000 000 000 O
00 OO0 000 0O0O0O0. 000 0000 TiclkLkd 0000 00 000 0000
MCM—410 0OO00OOO, MCM—410 00 0O0OC 0000 000000 000 000 O
0,00 OO0 O 0000 OO0 000 0000 00 000 000 000 clusterd O
0 O OO[9].

0000 OO0 000 OO0 Fe(NOs)s 0000 MCM—410 incipient wetness [
000 00000 00 0000 000 [10].

MCM—410 OO OO0 ethylenediamine 0000 000 OO 00 0000
00 zn2* 000 0000 OOOO OO0OO0OC 0OOOO 0OO0,00000 H,SOOO O
0000 znO OO0 znS 00 OO0 OO0 000 OO0 OO0 000 O OO[11]. OO
0 0000 UV-Vis OO0 OO0 OO0 blue shiftd 00000. 000 00O 0000
00000 OO0 O00OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 000, 00 000 000 00
0 ooo.

3000 OO0 oooo aono

o0 Oooog oo filerD DOOOODO OD0OO O0OO OO OOOO, 0000
000 0000 00 OO0 000 OO0DbO OOobO O OO bOoO OO0 cross—inkO
0000 00400 00 000 00 OO0 OobOOo ooogd. Styrene, vinyl acetate, [
MMA(methyl methacrylate) O OO0 MCM-41 OO0 O0O0O0O 0O DOOOO OO OO
000 00 OO0 O0O00d, termination OO0 0000, O00O0O chaind OO0 DOOO
00 oodof[i12]. oo MMAO OO OO, MCM-41 0000 0000 OO0 PMMAODO
0000 O0OO00O(@lass transition) 000 OO0OO0 OO0OO0O. 00 ODOO0O DO0O O
O OO0 OO ODOO0O0O0O OO0 OO0 (phenolic resin) MCM41 0000 O00O0O, host
o0 HFO O0O0O0O OO0 OO0 OO OO0 OO0 OO0 0oog oo oboo oooboog
[13]. OO0 OO0 OO DOO0O0O OO0 OO0O00 polyanilined AI-MCM-41 0000
000 DO0O 0O0[14]. 0000 chain OO0 O0OOD0O0O OO0OO OOO0O DODOOO
oo oooo,MCMH41 0 OO OO OO0 OO 0ODOO bODDOOOo Obboo booog o
gooo.

Cyclodextrin(CD)J OO O0O0O oligosaccharide O 00000, OO OO0 O
od 0o 0obob Oooob oo boo Oobob Ooob. b O0Ob ooobo ooogog og
0o 0 oo 0o oobo, b OO0 0o Oo0ob ooo boboo OO ooog booboog
inclusion OO0 OO OO0OO. 000 OO OO0 ODOOOO OO0 OOO OOoO0O ooo,
OO0 0O 000 000 0O0d(chiral-natured cavity)l OO0 O0O00O0O0 0O0Od(chiral
separation) 00000 OO O O O0O. 00O CbO ODOO0O O0OO OO OO OOO
ogoo obooo ood, 000 o000 0 Ooob bbb boooo oob obooo g



O.00 0000 cbOo OooOOo oo dodinkern) OOOO OO0OO OOOO OOO O
OO0 OO0 DO0O0OO0O OO OO OO O000dow binding affinity) OO0 O000O0O,
00 0000 OO0 OO0 000 00000 000 matrixDh 0O0O0O0O OO
(adsorbate)d 00O OO (pinding site)J 0 OO0 ODO0O0ODO OO0 OO0 DOOO. Hug O
[15]0 TEOSO OO 00O (silylation) OO OO cyclodextrin D000 00 OOO0OOO
0 dodecylaminell 00000 (@emplate)] O0O00O0 OOO0O0O OO OO0O cyclodextrin
0 000 Ooooo od,cbHMS O OO0O0O0OO(Gcheme 1 00). OO CDO OO OO
O OO0 O 04 mmol/g DODOO, p—nitrophenol OO0 O OO OO OO OO0O O
OO0 000 OO0 O00OO0. 000 grafting 00000 O0OO0O O0O0OO OODOO CD
0 0d 0ooo oboo 0o ooo.
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Scheme 1

0 00O 0000 (ferrocenyl metallodendrimers)l MCM-410 O0O0O0O OO O
000 O00/000 0ODO0OO0O0O OO0 voltammetry OO0O0O OO0 OO0 OOOOO



[16]. MCM—410 OO OO0 00 MeSiClLbO OO OO (silylation)D O OO0 000
OHOUOO 0O00O0ObO0O OoOo0ObOb OO0 bboo ObO oooob.oooogo ooo
000 CHCIL,O 0000 00 ODbO00O OO Dog refluxk 0000 MCMH41 OO0
SIOHO 0000 O C=00 00O OO0 OO0 oooood.McM+410 00O OO0 gooo
0000 0000 200 poly(@ropyleneimine)dendrimer 0 OO0 000 OOOOO.
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4H)000D0o00 ooodg ood

goooooob bobod ooobo bobobog, 0o oobo boboo oo oogd
oo, 0odd oodo oo obog, bbooo obo oobooboo obo ooboo oo
0 oo ooo, o0 ooobob oo bobo booo OO boo oboogo gog. g
000000 00O 000 Od@lignment) 0000 OO0O0O, Li O[17]0 OO OO
00 OO0 0000 Oo0bO OO0oO O oo ooo booo oo, cvD(chemical vapor
deposition) 0000 O00O0O OO0 OO0OOO OO 700000 OODOOO OOOOO
o0 boooobbO Oo0o0 OO0 Dbboboo. o0o0ob ooo bboo oooboood
o0 0ood Oboo0o 0ood OO O obobb oob.o bob sBAOO oOoogd g
od 0obo Oo0ob 0od Obb oo0obO oboooog, oo ¢cvbD ooOOo ood 8o0-850
000 SWCNT(single walled carbon nanotube) 000 scheme 20 OO OOOO O
O0000d[8]. cvb 000 OO0 O0OOOOO OOOOO DODOoO0O O OO Oob boo
000 OO OO000O 00 OO0 OooOOoOg, 00 FeCld hydroxyamined 0000 0O
000 00 OO @oo-50)0000 OO0 OO0 OO0 0 0000 OobOoo oboo o



o0b0o0 0O O0O0 OO0 OO0 ObOo OO0 bobo 0 00frie]. oo cvb OoboOoO
0o obo ob oooo, obbobbo 0O Obo0o b0 Oob O0obo Dbob bo
gono oooo.

PDMS mold |
1 | 1

(1) Place a PDMS mold on a Si wafer
(2) Place a drop of Fe-containing
mesophase precursor at one end

PDMS mold

Fe-containing
<= mesaphase

precursor solution

(1) Drying
(1) Remove the PDMS maold
(2) Calcination

Fe-containing

<:| Mesos tricture

Methane CVI at 800 "C
‘_.-—"""' carbon nanoiube

Scheme 2

00000 O0O0O0O ODO0ODOO0O U000 OOODbO OO0 Graphitic OO OO
0000 U000 host OO OODOO OODO O O0O[20]. Acrylonitrile DOO0O OO
o0 0000 MCMH41 00 OO0 ODODO0O0O ObOo ooog, PAN(polyacrylonitrile)
0 OO0 00 1070-1270 KOO O OO(yrolysis) OO ODOOOO. OOO PAN-MCM-—
410 OO PAN OO 100 OO0 OO ODOODO DODOOO, 0000 OO0 host O



oo oob bob 0O 00 0Obo obb0o oboo oboob bobooo.

5) 00

o000 OO0 Oo0obO OobOo Oogo McM-410 00 OO0 OO Ooog o zine
phthalocyanine OO rhodamine BO OO OO0 OO0 OO0 OOO OOO O 0O0O[21].
Keggin 000 HPA(heteropolyacid)d HzPW3,0400 50 % 00 MCM—410 0000 O
O OO0 O0OOO OO HPA OO alkylation OO0O0O OO 00O 0OO0O0O[22].
MCMHA480 O00O0O OO0 OO 7500 ODOD0O0O OOO0O Sioy/C OOOO OOoOo od
00 12501450 00O OO0 OOOO OO OOO0O(C120 mzlg)D SiICO 00O Od
0O 0O0DO0[23].
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